Solution for researching

Porta Wafers De Ptfe Personalizado Cesto Floral Resistente

Quimico Com Design De Alca Para Limpeza De Semicondutores

Numero do item: PL-CP166

introducao

Maximize o rendimento de semicondutores com
porta wafers de PTFE personalizados e cestos
florais. Projetados para resisténcia superior ao
acido fluoridrico e reagentes agressivos, esses

; sistemas de manuseio de alta pureza possuem
alcas ergonémicas e ranhuras usinadas com
precisao CNC para limpeza de processo umido

segura e livre de contaminacao.

Saiba mais

. Limpeza sequencial usando solugdes SC-1 e SC-2 para remover residuos
Processos de Limpeza RCA P . q . ,g, p
organicos e contaminantes metalicos.
. o L Remogdo de camadas de 6xido nativo ou camadas de vidro sacrificial de
Corrosao com Acido Fluoridrico .
wafers de silicio usando HF concentrado.
. . Remogdo de contaminagao organica pesada ou fotorresiste usando uma
Corrosao / Remogao Piranha . . e e . e
mistura de &cido sulflrico e peréxido de hidrogénio.
. . . Imersdo de wafers em solugdes reveladoras para definir padrées de circuito
Revelagao para Fotolitografia . .
apds exposigao UV.
Enxague de alta pureza apds Polimento Quimico-Mecanico para remover

Enxague P4s-CMP B X
particulas de pasta de polimento.

Fabricagdo de Semicondutores Processamento de wafers de GaAs, InP ou SiC para fabricacao de eletrénica
Compostos de alta frequéncia e LEDs.

Limpeza Ultrasonica / Suporte a wafers durante a limpeza acustica de alta frequéncia para
Megasonica desalojar particulas submicronicas.

Resiste a alto pH e estresse oxidativo sem lixiviar impurezas no
banho.

Resisténcia completa ao HF, que de outra forma dissolveria o
vidro ou degradaria plasticos padré&o.

Mantém a integridade estrutural nas altas temperaturas
exotérmicas geradas pelas solugdes Piranha.

Ranhuras de precisdo garantem exposigcdo uniforme da
superficie do wafer ao fluido revelador.

Superficie antiaderente impede o acimulo de pasta e facilita a
descontaminagao rapida e completa.

Caracteristicas de manuseio suave evitam a fratura de
materiais compostos mais frageis.

Excelente amortecimento de vibragao e estabilidade quimica
sob forgas de cavitagdo acustica.

Categoria de Especificacdao Detalhes do Parametro para PL-CP166 Opcoes de Personalizacao

Material Principal PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)

Compatibilidade com

Tamanho de Wafer 4 polegadas (100mm), 6 polegadas (150mm), 8 polegadas (200mm)

Configuracao de Ranhuras Perfis de ranhura em V ou ranhura em U cortados com precisao
Capacidade Configuragdes padréo para 25 ou 50 wafers

Design da Alga Algas integradas de montagem superior ou lateral

Resisténcia Quimica Espectro completo (Acidos, Bases, Solventes, Oxidantes)
Temperatura de Operacao -200°C a +260°C

Método de Fabricacdao Usinagem CNC Personalizada de ponta a ponta

Protocolo de Limpeza Lavado em sala limpa e embalado a vacuo

PFA opcional para maior transparéncia/pureza

Diametros personalizados e formatos nao padrao disponiveis

Passo, profundidade e espacamento angular de ranhura
personalizados

Tamanhos de lote sob medida de wafer Unico até alto volume
Alcas removiveis, estendidas ou compativeis com automagao
Verificado para HF, H2504, HNO3, HCI, NH40H, etc.

Adaptado para perfis especificos de ciclagem térmica

Controle de tolerancia de precisdo para interface automatizada

Pré-limpeza especializada para anélise de tragos
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